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近年、ＣＲＴディスプレイから放射されるＸ線を避けるため、プラズマディスプレイと液

晶ディスプイが注目されている。特に、液晶ディスプレイは良好な画質・低消費電力などの

優れた特徴があり、さらなる特`性の向上が望まれている。著者らはレーザーアブレーション

（PulsedLaserDepositionすなわちＰＬＤ法とも言う）という新しい作製法を用いて、資

源的に枯渇の恐れのあるＩＴＯ（インジウム・スズ酸化物）の代わりにＺｎＯ（亜鉛酸化物に

Ⅲ価の金属(アルミニウム)をドープしたものの薄膜（これをＡＺＯ膜という））を独自の工

夫を凝らして作製し一応の成果を得た。しかしながら、更なる特性の向上のためにはレーザ

ーパルスをターゲットに照射したときに発生するプルームを外部パラメータで制御する必要

がある。そこで、磁場を印加してよい成果を得たので、その結果を報告する。

ＡｒＦエキシマレーザ（波長193nｍ）を用いたＰＬＤ法でプルームに対し、垂直な磁場を印

加してＡＺＯ透明導電膜を作成し、以下の結果を得た。

(1)プルームに磁場を印加することで電気的特性すなわち、ホール移動度の増加およびキャ

リア密度の増加によって抵抗率の減少が現れ、また結晶`性が顕著に向上した。

(2)ターゲット基板間距離を25ｍｍ、レーザーエネルギー密度を0.75J/cm2、ターゲット組

成をAZO（1.8％）（1.8％のAl203をZnO中に添加したという意味）と最適化をはかりプ

ルームに磁場を印加して成膜することで抵抗率が8.54×１０５９．ｃｍの透明導電膜を作

製することができた。

(3)磁場を印加して作製することで、界面付近で格子欠陥が発生せずに単結晶として薄膜が

成長することがＦＥ－ＴＥＭによる解析から分った。

(4)この成果は「磁場を印加したPLD法で作製した低抵抗AZO系透明導電膜」と題して、

電気学会論文誌CVbL123（２００３）ppl916-1919および「Lowresistivity

transparentconductingAl-dopedZnOfilmspreparedbypulsedlaserdeposition」と題

してThinSolidFilmsVbL445(2003)pp､263-267に掲載された。
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